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| ntroduction

e PCR
» Monter dossier de déclar ation/autorisation

* Pb dans certains cas
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L esdifférentsréegimes administratifs

ArticleL. 1333-4 du code de la santé publique
» Déclaration
» Autorisation

« Exemptions
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Exemptions d’autorisation ou de déclaration

Art. R. 1333-18

« Générateur éectrique de Rayonnements lonisants (GERI) : U <5kV
« GERI : <1nbv/hal0cm detoutesurfaceaccessibleet U<30kV

(ex : XPS et certains diffractometres de table).

Cen’est pasle casdelamajorite desdiffractometres: déclaration ou
autorisation
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Régime d’ autorisation

Formulaire et pieces associees (3-6 mois, 1 an...)

—) ASN (instruction) (2-3 mois)

—) Autorisation (valable 5 ans)

PCR interne (obligatoir ement)

Demande de renouvellement : 6 moisavant expiration
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Régime de déclaration

Formulaire ===p ASN m=sssp RéEcipissédedéclaration
Piecesassociées wmmp Déclarant

Valable sanslimitation de durée (sauf modification)
Engagement du déclarant via le formulaire

PCR interne ou externe
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Criteresderévison d' une autorisation ou d’une
déclar ation

« Changement de déclarant ou titulaire
« Changement d’affectation deslocaux
 Modification des caractéristiques des appareils

« Changement de personne compétente

« Changement de chef d’ é&ablissement

« Changement deraison sociale

* Moadification concer nant |’ équipement technique desinstallations
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GERI : NormesNF C 74-100 et NF C 15-160/4

 Normesd’application obligatoire
 Reéférencesdansle cadred’instruction des dossiers (autorisation ou
déclar ation)
« Normesanciennes:
NF C 74-100 : Derniereversion 1981 (additif 1984)
NF C 15-160/4 r évisée 2011 mais pas les décrets d’ application
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GERI : Norme NF C 74-100

o« Concernelesappareils

 Unepartieédectrique et une partie radioprotection

 Danslapratique, lacertification est menée ala demande des
constructeurs

 Apparelsconcernés: apartir de 2003-2004 environ

o Sicertifié: declaration
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GERI : Normes NF C 15-160/4

e Obligatoire pour touteinstallation (U < 600 kV)
o A effectuer sur site

 Distinct delaviste annuelle de controéle

« A refaires modification desinstallations

Comprend :

« lajustification des dimension du local et del’espacelibre;
 leplandelasalle;

* lanotedecalcul et leshypotheses for mulées;

» lesreésultats des mesures.
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Régimed’ autorisation

Appareil ancien : venteinterdite pour |’apparell complet

Prototype : essayer d'avoir une partie des pieces certifiée (générateur,
gaine...)

Consequences pour lesappelsd’ offre
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

http://www.cdifx.univ-rennesl.fr/RECIPROCY

+IMN

lNSTlTUT DES MATERIAUX
JEAN ROUXEL

~ “AECIPROCS

UNIVERSITE DE NANTES
http://lwww.cnrs.fr http://www.univ-nantes.fr



http://www.cdifx.univ-rennes.fr/RECIPROCS/
http://www.univ-nantes.fr
http://www.cnrs.fr

Xe€ collogue RAYONS X ET MATIERE
M :

BRUKE

RX 2013

¢ N

UNIVERSITE DE NANTES

@) SF'M

PARTENAIRE DE VOS INNOVATIONS

La Cité — Nantes Events Center
12 - 15 novembre

Nantes
Metng&gle

LOIRE

FLUXANA

Your supplier for
XRF Application Solutions

\/ PANalytical

Sessions programmeées / Conférenciers invités

* Instrumentation - aspects scientifiques

» Microstructure, texture, contraintes

e Structure et propriétés

e Chimie du solide / chimie des matériaux

* Mesures in situ / cristallographie sous contrainte
*Tomographie

* Analyse élémentaire : spectroscopie, fluorescence
» Sciences de la terre

e Ordre / désordre / diffusion

* Nanostructures, Surfaces, auto-organisation
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Céline Darié, Institut Néel, Grenoble
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Daniele Antonangeli, IMPMC, Paris

Endiscussion

David Babonneau, Institut P', Poitiers

Exposants nous ayant déja rejoint et participant aRX 2013

Anton Paar — Bruker — Elexience — Fluxana — Hamamatsu Photonics — Inel — PANalytical —

Photonic Science — Socachim — Xenocs



